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저압 유동층 반응기에서 압력에 따른 최소유동화속도 
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화학 및 환경산업 등의 산업공정에서 많이 이용되는 유동층은 수십년간 사용되어 왔고, 유동층 반응기 

내부의 수력학적 특성 자료는 대형화 및 설계자료로서 매우 중요하다. 유동층에 대한 연구는 고온건식 

탈황장치, 석탄 가스화 복합발전, 가압유동층 복합발전 등에서 대부분 상압 또는 가압유동층에 관하여 

수행되어졌으며, 저압에서 운전되는 유동층에 대한 연구는 상대적으로 적은 편이다. 그러나 저압에서 

운전되는 유동층은 순환유동층 화학기상증착(CFB CVD : Circulating Fluidized Bed Chemical vapor 

Deposition) 공정 등의 분야에서 높은 잠재적 가능성을 갖고 있으며, 이 영역의 연구에 대한 노력이 이

루어지고 있다.  

본 연구에서는 저압의 유동층 반응기에서 압력에 따른 층 높이의 함수로 최소유동화 속도를 측정였다. 

저압에서의 유동층은 상압 또는 가압유동층과는 다른 거동을 보이며, 특정 유속에서는 하나의 층에서 

고정층, 유동층, 난류층의 모든 특성이 나타나는 모습을 볼 수 있었다. 저압에서 운전되는 유동층에서

는 층높이가 증가함에 따라 최소유동화 속도가 증가하는 것을 알 수 있었다.  

화학공학의 이론과 응용 제9권 제2호 2003년


